	ExciStar S 系列-- 准分子激光器

	主要技术优势：
 
技术名称
技术优点
1
电晕预电离技术
(Corona Preionization)
放电均匀，无电极腐蚀，均匀的光束质量，高能量稳定性，延长气体工作寿命
2
固态开关技术 (Solid State Switch)
高重复频率，延长元器件的使用寿命
3
金属/陶瓷封装技术 
(Metal/Ceramic Technology)
延长气体和光学元件的工作寿命


	ExciStar S 系列


1、基本参数：
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2、应用：材料处理，微加工，材料研究，激光烧蚀，脉冲激光沉积，光谱学研究等其他科学应用。 


	ExciStar S-Industrial 系列
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1、基本参数：
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2、应用：掩膜/晶片检测/刻写，材料处理，光学测量，微加工


	BraggStar 系列
(光纤光栅刻制专用型号)
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1、基本参数：
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2、应用：光纤光栅刻写。 


	BraggStar Industrial 系列(光纤光栅刻制专用型号)


[image: image6.png]



1、基本参数：
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2、应用：光纤光栅刻写。 


	BraggStar Industrial-LN 系列(光纤光栅刻制专用型号)(5mm的时间相干长度)
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1、基本参数：
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2、应用：可用于相干法刻写光纤光栅。 


	ExciStar M 系列
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1、基本参数：
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2、应用：材料处理，微加工，光纤布拉格光栅刻写，材料研究，激光烧蚀，脉冲激光沉积，地质取样，光谱学研究，染料激光器泵浦等其他科学应用。 


	ThinFilmStar 系列(脉冲激光沉积薄膜专用)
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1、基本参数：
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2、应用：脉冲激光沉积薄膜，小的激光能量可获得高性能薄膜，经济实用。 


	E - lux电子束泵浦准分子气体灯 
高斯光束质量
· 长脉冲准分子激光 

· 窄线宽 ~ 10 fm 

· 光学谐振腔 
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· 真正连续波
· 高光谱亮度 

· 发射区小(0.1 - 1 mm 2 ) 

· 窄发射带 (1 pm to 20 nm) 

· 输出功率5 - 50 mW 

· 可变脉冲形式 (100ns-CW) 

· 重复频率CW 到 MHz 

· 峰值功率 1μsec 能达到连续功率的 100倍 
· 波长从 121-358 nm 
(特殊应用 60-80 nm) 

· 紧凑式，重量轻 (0.5 kg) 
· 易于集成 

· 单相，空冷 (10W,100-240V) 
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